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プラズマを用いたポリマーの表面改質は，ポリスチレンなどの細胞培養用のプラスチック製のフラ

スコやディッシュに応用され，1960 年代には大気圧プラズマを用いた処理技術が確立されたことが知

られている．XPS など表面分析結果から，プラズマ処理後のポリマー表面は酸化されていることが分

かった．[1] プラズマ処理後のポリマーの表面にはヒドロキシ基（―OH）やヒドロペルオキシ基（―

OOH）が形成され，結果，ポリマーの表面は水になじみやすくなると考えられている．表面酸化方法

として，多くの研究で酸素（O2）プラズマを用いている．大気圧 O2 プラズマはオゾン（O3）が生成す

るため，O3 の発生量と表面エネルギー（親水化の程度）との因果関係を明確にする必要がある． 

我々は複数の異なる大気圧プラズマ発生源を用いてポリマー表面の均一な親水化処理方法の研究を

行ってきた．[2] 本研究では，大気圧ヘリウムマイクロプラズマジェットとオゾン発生器を用いてポリ

マー表面の親水化に関わる重要な因子を調査，そのメカニズムを明らかにすることを目的とする． 

先ず 4 種類のポリマー（ポリスチレン，ポリエチレン，ポリプロピレン，シリコーンゴム）に対し

てプラズマ親水化を行い，その類似性と相補性を調べた結果，すべてのポリマーに対して表面親水化

が確認できた．しかし，親水化の範囲（照射中心からの広がり）が異なることも分かった．特にポリ

スチレンの親水化ではと，親水化範囲が•OH ラジカルや O2
-•ラジカルの到達範囲とほぼ一致している

ことが分かった．一方，K-I でんぷんゲルによる可視化では，より安定な O3 を含めたすべての活性酸

素による親水範囲に比べて明らかに狭いことが分かった．O3 照射による水接触角は 90 度から 80 度ま

で，10 度程度しか下がっていなかった．以上の結果から大気圧プラズマを用いたポリマー表面親水に

関わる主な因子は O3 ではなく短寿命活性酸素種であるという結論に至った． 
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Fig. 1 2D mapping of water contact angles for polystyrene coupons 

1) pristine, 2) He microplasma jet, 3) O3 with air, and 4) O3 with O2 gas. 
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